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Sposéb usuwania pienienia
w dwuwodzianowej metcdzie wytwarzania kwasu fosforowego

Przedmiotem wynalazku jest sposdb usuwania pienienia przy ekstrakcji fosforytéw w dwuwodzianowej
metodzie wytwarzania kwasu fosforowego.

Dotychczas znany sposdb usuwania pienienia w dwuwodzianowej metodzie wytwarzania kwasu fosforowe-
go wedtug patentu tymczasowego nr 70705, polegat na wprowadzaniu do pulpy reakcyjnej poliakryloamidu przy
stezeniu jonéw SO; ~ w pulpie powyzej 2,5%. Niedogodnoscia tego sposobu jest to, ze pozwala na zachowanie
optymalnych warunkéw ekstrakcji i krystalizacji przy przerobie tylko niektérych rodzajéw fosforytéw, gtédwnie
marokariskich. Przy uZyciu natomiast innych rodzajow rud np. fosforytu ,,Floryda”, przy steZeniu siarczanéw
w pulpie powyzej 2,5%, nastgpuje blokowanie ziarn surowca siarczanem wapniowym powstajacym w procesie_
ekstrakgcji.

Celem wynalazku jest usuniecie powyzszych niedogodnosci poprzez zmiane warunkéw wprowadzania
poliakryloamidu. '

Spos6b usuwania pienienia w dwuwodzianowej metodzie wytwarzania kwasu fosforowego, za pomoca
poliakryloamidu wedtug wynalazku polega na wprowadzeniu go do pulpy reakcyjnej réwnolegle z surowcami
przy stezeniu jondw SO~ w pulpie 1—2,5%. Poliakryloamid najkorzystniej dozuje sie réwnomiernie z roztwo-
rem kwasu siarkowego lub poptuczkami.

Zaletg sposobu usuwania pienienia w reaktorze kwasu fosforowego wedtug wynalazku jest osiggnigcie
pozadanego efektu — usuniecia piany, z zachowaniem optymalnych warunkdw ekstrakgcji i krystalizacji niezale-
nie od rodzaju rudy. ‘ )

Proces usuwania pienienia wedtug wynalazku przedstawiono w przyktadzie wykonania. Do reaktora kwasu
fosforowego dozuje sie w sposOb ciagty fosforyt ,,Floryda”, kwas siarkowy o stezeniu 60% H;SO, oraz
poptuczki z filtru o stezeniu 20% P,0;. RO6Wnocze$nie z roztworem kwasu siarkowego dozuje si¢ w sposéb
ciagty do reaktora flokulant w postaci roztworu poliakryloamidu w ilosci réwnej 0,2—0,3 g poliakryloamidu/1 kg
rudy fosforanowej. Lepkos$é 1% roztworu wodnego poliakryloamidu w 20°C (wiskozymetr Hoplera) wynosi okoto
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" 50 cP. Nadmiar kwasu siarkowego w pulpie 1,5—2,0%. W reaktorze nie obserwuje sie pienienia, natomiast na
powierzchni pulpy wokét mieszadet utrzymuje sie warstwa czarnych ktaczkéw zanieczyszczeri organicznych,
ktére z pulpa odptywajqa w sposdb ciqgty z reaktora. Przy saczeniu i przemywaniu placka filtracyjnego ktaczki
pozostaja na jego powierzchni, nie utrudniajgc tych operacji. Otrzymywany filtrat jest klarowny, o barwie
jasno-zielonej. A

Zastrzezenie patentowe

Sposdb usuwania pienienia w dwuwodzianowej metodzie wytwarzania kwasu fosforowego przy ekstrakcji
fosforytu, polegajacy na wprowadzeniu do reaktora jako flokulanta, poliakryloamidu w obecnosci jonéw
siarczanowych wedtug patentu tymczasowego nr 70705, znamienny tym, Ze poliakryloamid wprowadza
sie przy. stezeniu jondw SO ~. w pulpie 1—2,5%.
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